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Хорошее согласие результатов расчета характеристик параметрического рентгеновского излучения (ПРИ) электронов в кристаллах с экспериментальными данными /1,2/ позволяет использовать ПРИ для решения прикладных задач, например, калибровки спектрометрической аппаратуры /3/ и определения размеров пучков электронных ускорителей /4,5/. К таким же задачам можно отнести и оценку зависимости чувствительности рентгенографических пластин (РП) от энергии фотонов. 
Продолжены экспериментальные исследования характеристик рентгенографических пластин типа IPU, IPS и IPC2 /6/ с разными толщинами и химическим составом на пучке ПРИ электронов с энергией 225 МэВ в кристалле кремния толщиной 20 микрон /7/. Использование нескольких отражающих плоскостей и порядков отражения с разными угловыми распределениями и энергиями фотонов позволило исследовать спектральную зависимость эффективности исследованных РП и провести сопоставление полученных результатов с расчетом для приведенных в /6/ параметров пластин.
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